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PATENTE DB INTRODUCCION por 10 afios en DBspafiay a favor de SIDA, S, A., de
nacionalidad espafiocla, domiciliada en Madrid, Enrique Simonis, 12; por :
"PROCEDIHIENTO PARA LA OBTENCION DE ADITIVOS PARA BANOS DE DEPOSICION GAL
VANICA DEL NIQUELY,

MENMORTIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn hace referencis a un compuesto apto para
ger adicionado a los bafios para la deposicidn galvanica del niguel a base
de sales de dicho metal.

. En la deposicidn galvanica del niquel sobre superficies metad
licas, es sabido el empleo de aditivos aptos para favorecer la formacidn de
un depdsito nivelado del metal de reporte.

Los aditivos conocidos empleados a este fin, presentan miltiples
inconvenientes.

Particularmente, un inconveniente estd constituido por la fragi-
1lidad del depdsito de material referido cuando, para obtensr alios grados de
nivelacidn, se excede en la dosis de empleo.

Otro serio inconveniente lo constituye la presencia de productos
de descomposicidn de los aditivos, no sliminables con los habituales procedi-
mientos de oxidacidn con sl consiguiente rapido envejecimiento del bafio ga14
vanico por acumulacion de tales productos. . !

Ademés, algunos aditivos de tipo conocido producen un deposito
de niquel pasivado por lo cual es necesario reactivar, mediante un bafio
apropiado el depdsito de niquel antes de la subsiguiente deposicidn de cromL.

Bata invencidn, partiendo del conocimiento de los inconvenientes
citados tiene el objeto de realizar un compuesto para adicionar a los batios
galvanicos para proporcionar depositos nivelantes, brillantes y al mismo
tiempo dilctiles y no pasivados quimicamente, eliminando tales inconvenientes.

Para realizar este fin y otros que resultardn de la descripciég

que sigue, la presente invencidén tiene por objeto un compuesto como el que

se especifica, caracterizado por la siguiente formula general:
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en la que A es un:anidn, Ny es una base heterociclica con nitrogeno ter-
ciario de uno.o mas anillos también sustituidos en el mismo niicleo, X es
una cadena alifitica de 3 a 12 Atomos de carbono, V es un radical acido y
Me un metal alcalino.

Bl radical 2cido V se escoge en el grupo que comprende los ra
dicales sulfbnico, sulfiirico, fosfonico.

Segin una variante de la invencidn, el compuesto ineluye ultg
riormente una cadena alifatica Y y un atomo de nitrdogeno Np y tiens por

consiguiente la siguiente formula general:

A_{ng_- - )&:- Ny - Y = vmf]

El &tomo N, de nitrdgeno es secundario o terciario y tiene como
tercer substituyente un radical alquilico o arilico.

Los compuestos segin la invencidn que anteriormente se especi-
fica, se obtienen tratando una base terciaria heterociclica con sales metd
1icas de &oidos alcansulfdnicos conteniendo en su molécula hidrdxilos, Atomos
de nitrogeno secundario o terciario y un Stomo de halogeno.

A titulo de ejemplo indicativo y no limitativo, se detallan a
continuacidn las formulas de dos compuestos A y B segin la invencidn.

Bl compuesto A es del tipo dmprovisio del &tomo de nitrdgeno y

con una sola cadena alifatica, segin la formula general A—[Nf - gﬁ- v M%

Dicho compuesto tiene la siguiente composicions

(]

A
N
CH2 - (.)H— GHZ -303 Na
OH

Bl compuesto B es del tipo que incluye dos cadenas alifaticas

y un &tomo de nitrdgeno terciario segin la formula general A‘{N* - ? - N2 -
i OH
Y-V Me} y tiene la siguiente composicions

vei/aee
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Los compuestos objeto de la presente invencidn difieren de la co
nocida sulfobetaina de aminas terciarias ciclicas por la presencia de grupos
hidréxilos, o de atomos de nitrogeno secundario, o %erciario, o de la combi~
nacidén hidrdxilo-nitrdgeno en la cadena alquilica ligada al nitrdgeno tercia
rio de la base.

Como se indica mas arriba, los productos A y B se preparan tra-
tando une base terciaria heterociclica con sales metilicas de Acidos alcan—
sulfonicos.

La base heterociclica se esoogé en el grupo que comprende la pi-
ridina, la picolina, las piridinas sustituidas con haldgenos o grupos sulfd-
nicos, la quinolina, la "aziridina", la diacina, la triazina y sus derivados.

Los acidos alcansulfonicos se escogen en ol grupo que comprende:i

1-cloro-2hidroxi~alcany-sulfonato sdodico
1-bromo~3-hidroxi-alcali)-sulfonato sddico
1-cloro—2—hidroxi-alcanuLsulfato sodico
1-bromo-2-hidroxi-aleani~fosfato sddico

N-alecan Qucloro-Z—hidroxi)-taurina

N-alcal Gﬂcloro-Z—hidroxi)-metil tauring.

Los compuestos A y B seglin la invencidn, en un bafio de niguel, o
en solucion acuosa, pueden dar lugar a formas idnicas con las cuales se encqé

trarén en equilibrio segin las siguientes férmulass

\] . 1
1€, ]
Compuesto AZ= N “20H \CHy—CH-CHy~S0,4H
N CH,-CH-S0 ! 4
27 3 OH
OH
N

4
Compuesto B =N _ >
CHwCH =N = -0

\CH2 %‘H CH, IiI CoH,~803

0 CH
a é 3
{
&= OH'{ x4
“NCH,-CH~CH
o - ~CoHy~-S0sH
by 2 %H3 2547

)
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Bs ventajoso emplear los compuestos como se espscifica en balios
acidos de nidnel en presencia de otros productos de tipo conocidos escogidos
en el grupo que comprende: bencen-sulfoamidas, toluol-sulfonamidas, benzalde
hido sulfonado, N-benzoil-bencen-sulfonamidas, N-toluil-toluol-sulfonamidas,
cloro-benzol-sulfonamida, N-acetil-bencen-sulfonamida, alil-sulfonamida, aci
dos bencen-sulfénicos, acidos naftalen-sulfdnicos (mono, bi y tri), alil-sul
fonato sddico, vinilsulfonato sédico, sacarina, 2-bromo-etansulfonato sédico.

Por efectos sinergdticos sobre el brillo y nivelacién es también
ventajoso emplear log compusstos A y B segin la invencidn en asociacion con
alcoholes y glicoles acetilénicos sscogidos en el grupo que comprende el
alcohol propargilico, el butinodiol, sus condensados con oxido ds etileno y
propiléno, sug sulfatos o sulfonatos en el vinculo.

Los productos de la presente invencion pueden no obstante emplear
ge en asociacidn con cumarina y/o con sus derivados.

La concentraéiﬁn de empleo de los compuestos 4 y B en union de
ulteriores productos, como se sspecifican, queda comprendida entre 0'1 gr/l.
y 20 gr./l. segin la tabla de concentraciones facilitada a titulo de ejemplo
y que muestra diez composiciones distintas de bafios galvénicos segun la in-
vencidn.

ilaturalmente quedando seguro el principio del invento, podrén
aportarse variantes a cuanto ;e ha deserito a titulo de ejemplo no limita .
tivo sin por esto escapar al émbito de la invencion.

Se solicita su exclusividad por término de DIEZ afios en Bspatia,
de la siguiente nota de:

REIVINDICACIONES

l) Procedimiento para la obtencidn de aditivos pare batios de

deposicidn galvinica de niquel cuyo agente nivelante y abrillantante, se

caracteriza por el hecho que presenta la siguiente formula generals
I\ [N’{'—%H-VM&:)

siendo A un anidn, N una base heterociclica con nitrdgeno terciario con

AT
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uno o mas anillos también sustituidos en el mismo nlcleo, X una cadena alifi
tica de 3 a 12 atomos de carbono, V un radical &cido y Me un metal alcalino.
2) Procedimiento para la obtencidn de aditivos como se reivindi
ca en 1, en el cual el radical acido (V) se escoge en el grupo que comprende
los radicales sulfonico, sulflrico, fosfdnico.
3) Procedimiénto para la obtencidn de aditivos como se reivindi
ca en 1, caracterizado por el hecho de que incluye dos c?denas alifaticas
(X - Y) de 3 a 12 atomos de carbono y un atomo de nitrdgeno (Np) secundario

o terciario segin la siguiente formula generals

A"[N‘{ -Xx -7, —Y—VMeJ
b
4) Procedimiento para la obtencién de aditivos segin la reivindi
cacidén 1 a 3 como producto de la reaccidn de una base terciaria heterociclicas
con sales metalicas de acidos alcansulfénicos.
5) Procedimiento para la obtencidén de aditivos segin las reivin-

dicaciones 1 y 2, caracterizado por el hecho que presenta la siguiente formula

)
c1~ 251

* .
CH,~ GH - CH,-SO.Na
o gH 2503

quimica:

6) Procedimiento para la obtencién de aditivos segin las reivin-
dicaciones 3 y 4, caracterizado por el hecho de que presente la siguiente for
mula quimicas:

R ) - N
Cl"L 7
it

\CHZ_ gg_CHz- gHB-—02H4SO3Na

7) Procedimiento para la obtencidn de aditivos para bafios de depo
sicidn galvanica del niquel que incluye el bafio galvédnico para la deposicion
del niquel, caracterizado por el hecho de que incluye selectivamente uno de los

ompuesfg;
siguien®es adifivos, teniendo como formula general la siguiente:

eoifeen
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en asociacidn con ulteriores compusstos aditivos conocidos escogidos en los
grupos que comprenden:
I) - alcoholes, glicoles, acetilénicos, sus condensados
con Oxidos de etileno o propileno, sus sulfonatos.
II)‘- aril-sulfonamidas, alquile-aril-sulfonamidas, diaril-
sulfonemidas, acidos benzosulfdnicos, dcidos naftal
ensulfonicos (mono-bi y tri) Acidos vinilsulfénicos,
alilsulfonicos.
III) - cumarina, sus haldgenos, amino, alquil sustituildos.
8) Procedimiento para la obtencibdn de azditivos para baifios de
deposicién galvanica del niquel que incluye el bafio galvanico segun la Tei
vindicacidon 7, en el cual la concentracidn del empleo de los aditivos esta
comprendida entre 0'1 g/l. y 20 g./1.
9) "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE ADITIVOS PARA BANOS DB
DEPOSICION GALVANICA DBL NIQUEL".
Todo tal como queda sustancialmente descrito y para el fin espe
cificadoe.
Esta lMemoria consta de SBIS hojas escritas a miquina por una sola
cara y una tabla de concentraciones, a que se hace referencia.

Madrid, -

Fdo: Alefandro Martinez Delso
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